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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本課題では、液滴球体を形成する超撥水性基板（接触角150度前後）の作製を、表
面条件をコントロールできるエッチングプロセスから行う。またこの手法やレシピ
は産総研の馬場宗明氏によるもので、同様の課題を扱うものとなる。本報告では作
製した基板とその撥水特性について示す。

実験
Experimental

Siウエハをダイシング（【NPF054】ダイシングソー）および洗浄した後、
【NPF030】プラズマCVD薄膜堆積装置によって酸化膜を、【NPF095】RF-DCス
パッタ成膜装置（芝浦）によって金膜を順に形成する。その後、【NPF044】マッ
フル炉加熱によるアニーリングで金を凝集し、その金をマスクとして反応性イオン
エッチング（【NPF019】多目的エッチング装置（ICP-RIE））をおこなった。この
ようにしてできた表面を【NPF004】電界放出形電子顕微鏡[S4800_FE-SEM]で観
察した。また金を搭載しない基板作製のために、プラズマアッシング（【NPF021】
プラズマアッシャー）とAuのウエットエッチング（【NPF015】酸アルカリドラフ
トシャンバー_1内でのAURUM302使用）についてもおこなった。

結果と考察
Results and Discussion

結果として、上記の加工を施した超撥水表面はFig. 1のようなおよそ2 μm程度の高
さと数百nmスケールの直径を持った柱状構造を形成した。また加工表面上での液
滴は各方向から見て球体形状を成していた。これは2つの効果に起因するもので、
ナノピラーによるロータス効果とエッチング時のフッ素系ガスによる反応による化
学修飾に起因する。
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Fig. 1. Schematic diagram and SEM image of fabricated superhydrophobic
substrate.
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